
495 PMMA 电子束胶光刻胶 KAYAKU Microchem 495 PMMA A2

产品名称 495 PMMA 电子束胶光刻胶 KAYAKU Microchem
495 PMMA A2

公司名称 厦门良厦贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10
190号（注册地址）

联系电话 0592-6013840 15396145919

产品详情
PMMA正性抗蚀剂是基于特殊牌号聚甲基丙烯酸甲酯的目的是提供高对比度，高分辨率的电子束，远紫外线（220-250nm的）和X-射线光刻工艺。此外，聚甲基丙烯酸甲酯通常被用作保护层中的III-V器件晶片减薄的应用程序。标准产品包括广泛的氯苯配制的膜厚，或更安全的溶剂苯甲醚495000和950000的分子量（MW）。另外50,000，100,000，200,000和220万兆瓦可根据要求提供。共聚物的抗蚀剂是基于PMMA的8.5％的甲基丙烯酸的混合物。共聚物甲基丙烯酸甲酯(8.5)MAA 常用于与聚甲基丙烯酸甲酯组合在双层剥离抗蚀剂工艺，其中的每一个光盘的大小和形状的独立控制抗蚀剂是必需的层。标准的共聚物的抗蚀剂被配制在更安全的溶剂乳酸乙酯和可在一个宽范围的薄膜厚度的。此外，甲基丙烯酸甲酯（17.5）MAA共聚物的抗蚀剂可根据要求提供

MicroChem PMMA溶液950 PMMA A4500ml/bottle

详情介绍

MicroChem PMMA溶液950 PMMA A4500ml/bottle

1.紫外光刻胶（Photoresist）

各种工艺：喷涂专用胶，化学放大胶，lift-off胶，图形反转胶，高分辨率胶，LIGA用胶等。

各种波长: 深紫外(Deep UV)、I线(i-line)、G线(g-line)、长波(longwave)曝光用光刻胶。

各种厚度: 光刻胶厚度可从几十纳米到上百微米。
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